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Magnetickd média a rozpraSovaci elektrody s kompozicemi

ze slitin o vysoké anizotropii a k#%iénikov?ch sloucenin

Oblast techniky

Stavajici vynalez se tykd magnetickych zaznamovych médii
a zejména magnetickych zdznamovych médii, kterd maji
magnetické ukladaci vrstvy dat s vysokymi plosSnymi
hustotami, a také rozpradovacich elektrod pro vytvafeni

takovych magnetickych uklédacich vrstev dat.

Dosavadni stav techniky

Aby se zvy&ila plodna hustota magnetického zaznamového
média, musi se sniZit velikost jednotlivych magnetickych
oblasti resp. domén v ukladdaci vrstvé média. To se mizZe
provést dosazenim men$ich wvelikosti zrna v magnetické
ukladaci vrstvé. Aby se zachoval ptrijatelny koeficient
tepelné stabiliy v kazdé magnetické dméné, kdyZz se jeji
velikost zmen&i, je Za&douci pouzit materialy s vysokymi
konstantami anizotropie.

Podle toho existuje potreba zajistit - magneticka
zdznamova média s mensimi magnetickymi doménami a
priatelnymi koeficienty tepelné stability a také
rozprasovaci elektrody pro vytvareni takovych magnetickych
zdznamovych médii. Stavajici vyndlez tyto potrieby uspokojuje

a poskytuje rovnéz dalsi vyhody.

Podstata vynalezu

V souladu se stavajicim vynédlezem zahrnuje magneticka
ukladdaci vrstva dat slitinu s vysokym K, a néjakou
slouc¢eninu kyslié&niku (kysliku a bud jediného prvku nebo
néjaké slitiny). Kvali svym vysokym K, mohou byt magnetické
domény této magnetické ukladaci vrstvy dat vyrobeny znacné
men3i pfi zachovani pfijatelného koeficientu tepelné

stability kolem 50 aZ 70, aby poskytly plosné hustoty vetsi




ne? 200 Gb/in®. RozpraSovaci elektrody pro pokovovani

rozprasovanim takovychto magnetickych ukladdacich vrstev dat
se poskytuji také. Tyto rozpraSovaci elektrody zahrnuji
slitinu s vysokym K, a bud Zadouci slouceniny kyslic¢niku
nebo prvky pro okyslic¢eni pfi reaktivnim procesu pokovovani
rozprasovanim.

Podle jednoho  provedeni stavajiciho  vyndlezu ma
magnetické zaznamové médium magnetickou ukladaci vrstvu dat,
kterd obsahuje prvni slitinu, kterd md anizotropni konstantu
alespon 0,5 x 107 ergs/cm®, a slou&eninu kysliéniku kysliku
a jednoho nebo nékolika prvkia, kde alespon jeden z jednoho
nebo vice prvkli maji zaporny reduk&ni potencial.

Podle daldiho provedeni stavajiciho vyndlezu =zahrnuje
rozprasovacil elektroda prvni slouceninu, ktera ma
anizotropni  konstantu alespon 0,5 X 10’ ergs/cm3 a
slou¢eninu kysliéniku z kysliku a jednoho nebo nékolika
prvk, kde alespoin jeden =z tohoto jednoho nebo nékolika
prvkl ma zaporny redukéni potencia.

Podle dal3iho provedeni stavajiciho vynalezu zahrnuje
rozpradovaci elektroda prvni slitinu, kterd ma anizotropni
konstantu alespon 0,5 X 107 ergs/cm3 a druhy material
zahrnujici jeden nebo vice prvk(, kde alespon jeden z toho
jednoho nebo vice prvkd ma zaporny redukéni potencal.

Je tfeba rozumé&t, Ze predchozi shrnuti vynalezu i
nasledujici podrobny popis jsou ptrikladné a vysvétlujici a
jsou ur&ené k tomu, aby poskytly dal8i vysvetleni vynalezu,

jak je definovan.

Struény pfehled obrézkl na vykresech

Doprovodné vykresy, které Jjsou sem priclenény, aby
poskytly dalsi porozuméni vynalezu, a Jsou zaClenény a
predstavuji &ast téchto podloh, ilustruji télesnd provedeni
vynalezu a spolu s popisem slouZzi k vysvétleni podstaty

vynadlezu. Na téchto vykresech znazorfiuje:



obrazek 1A

magnetické zéznamové médium podle jednoho

provedeni stavajiciho vynélezu,

obrazek 1B

}

magnetickou ukladaci vrstvu dat podle

jednoho aspektu stavajiciho vynéalezu,

i

obrazek 2 rozpraSovaci elektrodu podle dalsSiho

provedeni stavajiciho vynalezu a

obrazek 3 rozpraSovaci elektrodu, kterd se rozprasuje
pro vytvoreni filmu podle jednoho aspektu

stdvajiciho vynédlezu.

Podrobny popis konkrétnich rovedenivynalezu

V nasledujicim podrobném popisu Je vysvétlena Fada
specifickych detailt pro ajisténi plného pochopeni
stavajiciho vynalezu. Pro toho, kdo je béZné znaly stavu
techniky, v3ak bude zfejmé, Ze stavajici vyndlez miZe byt
prakticky realizovan bez nékterych =z téchto specifickych
detaill. V jinych pripadech nejsou do podrobnosti
predstaveny dobfe =zndmé konstrukce a technologie, aby se
vyhnulo neZadoucimu znejasnéni stavajiciho vynalezu.

Obrazek 1A ilustruije sloupec 100  magnetického
zadznamového média podle jednoho télesného provedeni
stdvajiciho vyndlezu. Sloupec 100 magnetického zaznamového
média zahrnuje podlozku 101 (napf. sklo nebo hlinik),
zarode¢nou vrstvu 104, spodni vrstvu 105 a magnetickou
ukéddaci vrstvu 106 dat. Sloupec 100 magnetického zaznamového
média maze  také zahrnovat jednu nebo vice mékkych
podkladovych vrstev s jinymi nebo bez jinych nemagnetickych
nebo magnetickych vrstev, jako Jsou vrstvy 102 a 103,
usporadanych na podloZice 101. Sloupec 100 magnetického
zdznamového média miZe dale zahrnovat mazaci vrstvu a
grafitovy potah s jinymi nebo bez jinych magnetickych nebo
nemagnetickych vrstev, jako jsou vrstvy 107 a 108.

Obrazek 1B ilustruje magnetickou ukladaci vrstvu 106 dat

v dal3ich podrobnostech. Magnetické& ukl&daci vrstva 106 dat



je zhotovend ze dvou odlidnych materiall, =z nichZ jeden je

nékterad kysliénikova sloucenina pro zjemnéni velisti zrna
magnetické uklédaci vrstvy 106 dat, a =z nichz druhy ma
vysokou konstantu anizotropie K., aby zajistl ptijatelny
koeficient tepelné stability.

PF¥itomnost kysliénikové slouceniny plsobi pro zjemnéni
velikosti zrna magnetické ukléadaci vrstvy 106 dat. To
nastava jako nasledek toho, Ze je kyslicnikova sloucenina
rozmisténa ve fazich 110 hranic zrn bohatych na kysli¢nik,
co? pusobi pro oddélovani magnetickych zrn 109 od materidlu
s vysokou K, a tim prispiva k uc¢innému potlaeni vymény
magnetickych domén a zlepSenému odstupu signalu od Sumu
respektive poméru signal-Sum (SNR).

Podle jednoho aspektu je kysliénkova slouc¢enina
sloudenina kysliku a jediného prvku se z&pornym redukénim
potencidlem. Podle jiného aspektu je kysli¢nikova sloucCenina
sloucenina kysliku a nékolika prvkl, z nichZ alespon jeden
m& zaporny redukéni potencial. Tabulka 1 nize ilustruje
pocet kovl a polokovl, tzv. metaloidd, se zapornymi
reduk&nimi potencialy, které jsou vhodné pro pouziti jako
kysliénik v magnetické ukladaci vrstvé dat podle stavajiciho

vynalezu.



Tabulka 1

prvek redukéni prvek redukéni
potencidl (eV) potencidl (eV)
Li -3,04 Ccd -0,4025
Be -1,97 In -0, 33
i B -0,89 Cs -2,923
 Na 2,713 Ba 2,92
Mg -2,356 La -2,38
Al -1,676 Ce -2,34
Si -0,909 Pr -2,35
K ~2,925 Nd ~2,32
T o | 2,3
T se | -2,03 Eu -1, 99
. o ;0;86 ".UMWMhWAHMWTgHW.- S
Y -0,236 Gd -2,28
Cr -0,74 Ho -2,33
Fe -0,04 Er -2,32
Fe -0, 44 Tm -2,32
Co -0,28 Yb -2,22
Ni 0,257 Lu | -2,3
Zn -0,792 HEf -1,7
Ga -0,53 Ta -0,81
Rb -2,924 W -0,009
Sr -2,89 Pb -0,125
Y -2,37 Th -1,83
Zr -1,55 U -1, 38
Nb -0, 65

Koeficient tepelné stability pro magnetické domeény
magnetické ukladaci vrstvy 106 dat je dan rovnici (1):
KuV/ksT ‘

kde K, Jje konstanta anizotropie materidlu magnetické

domény, V je velikost magnetickeé domény, ks je Bolzanova

konstanta a T Jje teplota magnetické domény ve stupnich



Kelvina. Jak miZe byt vidét s odkazem na rovnici 1, kdyz

velikost V magnetické domény klesd, musi se konstanta
anizotropie K, zvySovat, aby se =zachoval tyZ koeficient
tepelné stability. Podle toho dovoluje material s vysokou Ky
magnetickym doménadm magnetické ukladaci vrstvy 106 dat, aby
udrZely prijatelny koeficient tepelné stability kolem 50 az
70, kdyz se velikost magnetickych domén zmen3uje.

Podle jednoho aspektu ma material s vysokou K, konstantu
anizotropie alespon 0,5 x 10’ ergs/cm3. Napriklad maZe byt
material s vysokou Ky vybrany =z materiald, jako Jsou
usporadané intermetalické latky typu  Llg, usporéadané
intermetalické latky HCP a jako Jjsou slitiny pfechodovych
kovll vzacnych zemin. Tabulka 2 niZe ilustruje Fadu materialu
s vysokymi konstantami anizotropie, které jsou vhodné pro
pouziti jako prvni materidl u magnetické ukladaci vrstvé dat

podle stavajiciho vynalezu.

Tabulka 2
systém slitiny material Ky (10’ ergs/cm’)

uspotradané intermetalické FePd 1,8
latky typu Llg FePt 6,6-10

CoPt 4,9

MnAl 1,7
usporaddané intermetalické CosPt 2,0
latky HCP
slitiny pfechodovych kov( Fe4Nd;,B 4,6
vzacnych zemin SmCos 11-20

Zatimco byl sloupec 100 magnetického zaznamového média
popisovan s odkazem na vybrané uspofadani vrstev, bude pro
toho, kdo m& zkuSenost ve stavu techniky, ocividné, Ze
rozsah stavajiciho vyndlezu neni omezeny na takovéto
usporadani. Stavajici vyndlez ma spis uplatnéni na
magneticka zaznamova média, kterd obsahuji vice nebo méné

vrstev ne? sloupec 100 magnetickych =zaznamovych médiil a



kterd jsou sestavena v jakémkoli usporadadni znamém tém, kdo

jsou znali stavu techniky.

Obrétime-1i se na obrézek 2, Jje zde znazornéna
rozpraSovaci elektroda 200 podle jednoho télesného provedeni
stdvajiciho vynalezu. RozpraSovaci elektroda 200 se muZe
pouzZivat pro nanaseni rozprasovanim resp. pokovovani
rozpradovanim néjakého filmu, Jjako je magneticka ukladaci
vrstva 106 dat. Podle jednoho provedeni stavajiciho vynalezu
je rozprasovaci elektroda 200 =zhotovena ze dvou ruznych
materialtl, z nichZ jeden je néjaka kyslicnikova sloucenina
(napt. néjaky kysli¢nik jednoho nebo nékolika z prvkl
vyjmenovanych v tabulce 1) pro Jjemnéni velikosti zrna
magnetické ukladaci vrstvy dat nanesené z ni rozpraSovanim,
zatimco ten druhy z nich md vysokou konstantu anizotropie Ky
(napf. jedna ze slitin uvedenych v tablce 2) pro zajisténi
prijatelného koeficientu tepelné stability v magnetické
ukladaci vrstvé dat nanesené 2z ni rozpraSovanim. Podle
jednoho  aspektu se tyto dva materdly v rozpraSovaci
elektrodé 200 kombinuji Jjako Jjedina slitina. Podle jiych
aspektu mohou byt tyto dva materialy boskytovény jako
oddélené oblasti rozpraSovaci elektrody 200 nebo
zkombinované jakymkoli z Fady jinych zplsobll snadno zrejmych
pro ty, kdo jsou znali stavu techniky.

Podle jiného provedeni stavajiciho vynalezu, u kterého
se rozpraovaci elektroda 200 pouZiva k reaktivnimu nanéaseni
filmu rozprasovanim za pritomnosti kysliku, jako je
magnetickd ukladaci vrstva 106 dat, nezahrnuje rozpraSovaci
elektroda 200 kyslic¢nikovou slouceninu. Navic k materidlu o
vysoké K, (napf. jedné ze slitin vyjmenovanych v tabulce 2)
zahrnuje rozpraSovaci elektroda 200 spis druhy materia
vytvorey z jednoho nebo vice prvkd, z nichZ alespon jeden ma
negativni redukéni potencidl (napf. Jjeden nebo nékolik
z prvkl uvedenych v tabulce 1). Tento druhy material se bude

spojovat s kyslikem béhem procesu reaktivniho rozpra$ovani a



tak zajistovat kysli&nikovou slouc¢eninu prozjemnéni

velikosti =zrna magnetické ukladaci vrstvy dat, kterd se
7z n&j nana3il rozpraSovanim. Podle jednoho aspektu se tyto
dva materialy kombinujl v rozpraSovaci elektrode 200 jako
jedina slitina. Podle jinych aspektd mohou byt tyto dva
materialy poskytovany jako oddélené oblasti rozpraSovaci
elektrody 200, nebo kombinovaneé jakymkoli jednim 2z Ffady
jinych zpasobl zfejmych snadno pro tykdo jsou znali stavu
techniky.

Obrazek 3 zndzorfiuje rozpradovaci elektrodu 200, ktera
se rozprasuje, aby se vytvoril na podlozce 301 film 300
podle jednoho aspektu stavajiciho vynalezu. P¥i tomto
procesu nanadeni rozpraSovanim se rozpraSovaci elektroda 200
ustavi do pfisludné polohy v rozprasovaci komore 302 , ktera
je z&asti wvyplnéna néjakym inertnim plynem. Rozpradovaci
elektroda 200 se vystavi elektrickému poli, aby se inertni
plyn vzbudil k vytvofeni plazmy. Tonty uvnitf plazmy se
srazeji s povrchem rozpras$ovaci elektrody 200 a zplUsobuji,
e se z povrchu rozprasovaci elektrody 200 emituji molekuly.
Rozdil v napéti mezi rozpraSovaci elektrodou 200 a podlozZkou
301 zpusobuje, Ze emitované molekuly vytvareji na povrchu
podlozky 301 poZadovany film.

Podle daldiho aspektu stavajiciho vynalezu, u kterého se
rozprasovaci elektroda 200 rozprasSuje reaktivné za
pritomnosti kysliku, Jje rozpraSovaci komora 302 zCasti
vyplnéna jak néjakym inertnim plynem  tak kyslikem.
Rozpradovaci elektroda 200 je vystavenad elektrickému poli,
aby se vybudily specifické stavy obou plynd pro vytvoreni
plazmy. Né&které z prvkd se zapornym redukénim potencialem,
které byly emitovany z rozpraSovaci elektrody 200, chemicky
reagujil s kyslikem v plazmé a vytvarejil kyslic¢nikové
slou¢eniny, které jsou uloZené ve filmu 300 na povrchu
podlozky 301.



Zatimco stavajici vyndlez byl podrobné popsédn s odkazem
na rGzné obrazky a télesnd provedeni, je treba chéapat, Ze ta
jsou pouze pro ilustrac¢ni uc¢ely a nemaji se pokladat pro
rozsah vynalezu za omezujici. MiZe existovat mnoho dalSich
zpusobu pro uskutecnéni vynalezu. Tim, kdo ma& béZnou
zkuSenost ve stavu techniky, miZe byt ve vyndlezu provedeno
mnoho zmén a modifikaci, aniZ by doslo k odklonu od podstaty

a rozsahu vynalezu.




PATENTOVE NAROKY

1. Magnetické zaznamové médium, které ma magnetickou
ukladaci vrstvu dat a tato magneticd ukladacl vrstva dat
zahrnuje prvni slitinu, kterd m& anizotropni konstantu
alespon 0,5 x 10”7 ergs/cm’, a kysli&nikovou slou&eninu
kysliku a Jjednoho nebo vice prvkia, kde alespon jeden
z tohoto jednoho nebo vice prvkd ma zaporny redukéni

potencial.

2. Magnetické zaznamové médium podle naroku 1, v y -
znac¢cujici s e t 1 m, Ze prvni slitina je vybrana
ze skupiny sestavajici z usporadanych intermetalickych latek
typu Llg, usporadanych intermetalickych latek HCP a slitin

prechodovych kovi vzacnych zemin.

3. Magnetické zaznamové médium podle néaroku 1, vy -
znac¢uijici s e t 1 m, Ze kysli¢nikova sloucCenina
je rozmisté&nd po hranicich zrn bohatych na oxid, které

oddéluji magneticka& zrna prvni slitiny.

4. Magnetické z&znamové médium podle naroku 1, vy -
znacujileci s e t 1 m, Ze prvni slitina je vybrana
ze skupiny sestavajici =z FePt, FebPd, CoPt, MnAl, CosPt,
SmCos a Feq4Nd,B.

5. Magnetické zaznamové médium podle néaroku 1, vy -
znacuijiciti s e t 1 m, Ze alespon jeden z jednoho
nebo vice prvka v kyslic¢nikové slouleniné je néjaky kov nebo

polokov.

6. Magnetické =zaznamové médium podle naroku 1, vy -
znacuijlcliti s e t 1 m, Ze alespon jeden z jednoho
nebo vice prvkld v kysli¢nikové slouceniné je vybrany ze

skupiny sestavajici z lithia (Li), berylia (Be) boéru (B),



sodiku (Na), horc¢iku (Mg), hliniku (Al), kFfemiku (Si),

drasliku (K), véapniku (Ca), skandia (Sc), titanu (Ti),
vanadu (V), chromu (Cr), manganu (Mn), Zeleza (Fe), kobaltu
(Co), niklu (Ni), =zinku (Zn), gallia (Ga), rubidia (Rb),
stroncia (Sr), yttria (Y}, zirkonu (Zr), niobu (Nb), kadmia

(Cd), dindia (In), <cesia (Cs), baria (Ba), lanthanu (La),
céru (Ce), praseodymu (Pr), neodymu (Nd), samaria (Sm),
europia (Eu), terbia (Tb), gadolinia (Gd), holmia (Ho),
erbia (Er), thalia (Tm), ytterbia (Yb), lutecia (Lu), hafnia
(Hf), tantalu (Ta), wolframu (W), olova (Pb), thoria (Th) a

uranu (U).

7. Rozprasovaci elektroda zahrnujici prvnil slitinu,
kterd ma anizotropni konstantu alesponn 0,5 x 10’ ergs/cm3 a
kysliénikovou slouceninu kysliku a jednoho nebo vice prvka,
kde alesponn jeden 1z téchto jednoho nebo vice prvkd ma

zaporny redukéni potencidl.

8. Rozprasovaci elektroda podle naroku 7, vy zn a -
c¢ujici s e t i m, Ze prvni slitina a klyslic¢nikova

slouc¢enina jsou slitinové.

9. RozprasSovaci elektroda podle naroku 7, vy zn a -
cu jic i s e t 1 m, Ze prvni slitina je vybranad ze
skupiny sestavajicil z uspofadanych intermetalickych 1latek
typu Llg, usporadanych intermetalickych latek HCP a slitin

prechodovych kovl vzacnych zemin.

10. Rozprasovaci elektroda podle naroku 7, vy zn a -
cujici s e t i m, Ze prvni slitina je vybrand ze
skupiny sestéavajici z FePt, FePd, CoPt, MnAl, Co3Pt, SmCos a
Fe,4Nd,B.



11. Rozprasovaci elektroda podle naroku 7, vy zn a -

¢cujici s e t 1 m, Ze alespon jeden z jednoho nebo

vice prvkd v kyslic¢nikové slouceniné je kov nebo polokov.

12. RozpraSovaci elektroda podle naroku 7, vy zn a -
cujici s e t 1 m, Ze alespon jeden z jednoho nebo

vice prvkld v kysli¢énikové slouceniné je vybrany ze skupiny

sestavajici z lithia (Li), berylia (Be), bdéru (B), sodiku
(Na), hor¢iku (Mg), hliniku (Al), kfemiku (Si), drasliku
(K), véapniku (Ca), skandia (Sc), titanu (Ti), wvanadu (V),
chromu (Cr), manganu (Mn), Zeleza (Fe), kobaltu (Co), niklu
(Ni), =zinku (Zn), gallia (Ga), rubidia (Rb), stroncia (Sr),
yttria (Y), =zirkonu (Zr), niobu (Nb), kadmia (Cd), india
(In), cesia (Cs), baria (Ba), lanthanu (La), céru (Ce),
prasecdymu (Pr), neodymu (Nd), samaria (Sm), europia (Eu),

terbia (Tb), gadolinia (Gd), holmia (Ho), erbia (Er), thalia
(Tm), vytterbia (Yb), 1lutecia (Lu), hafnia (Hf), tantalu

(Ta), wolframu (W), olova (Pb), thoria (Th) a uranu (U).

13. Film naneseny rozpraSovanim z rozprééovaci elektrody
podle naroku 7, vy zna ¢ u3jici s e t im zZe
kysli¢nikovéd sloucenina je ve filmu rozmisténd v hranicich
zrn bohatych na oxid, které oddéluji magneticka zrna prvni

slitiny.

14. RozpraSovaci elektroda zahrnujici prvni slitinu,
kterd ma anizotropni konstantu alespon 0,5 x 10" ergs/cm® a
druhy material obsahujici jeden nebo vice prvka, kde alespon
jeden z téchto jednoho nebo vice prvkd m& zaporny redukcéni

potencial.

15. RozprasSovaci elektroda podle naroku 14, vy zn a -
cujilci s e t im, Ze prvni slitina a druhy material

jsou slitinove.



16. Rozpradovaci elektroda podle naroku 14, vy zn a -

¢ ujilci s e t i m, Ze prvni slitina je vybrana ze
skupiny sestavajici z usporfddanych intermetalickych 1latek
typu Llg, usporadanych intermetalickych latek HCP a slitin

prechodovych kovd vzacnych zemin.

17. Rozprasovaci elektroda podle naroku 14, vy z n a -
¢ u j ici s e t i m, Ze prvni slitina je vybrana ze
skupiny sestavajici z FePt, FePd, CoPt, MnAl, CoszPt, SmCos a

FeHNdzB .

18. RozpraSovaci elektroda podle naroku 14, vy z n a -
¢uijilci s e t 1 m, Ze alespon jeden z jednoho nebo

vice prvkl v kyslicénikové slouceniné& je kov nebo polokov.

19. Rozpradovaci elektroda podle naroku 14, vy zn a -
¢ujici s e t 1 m, Ze alesponl jeden z jednoho nebo
vice prvkld v kysliénikové sloucCeniné je vybrany ze skupiny
sestavajici z lithia (Li), beryllia (Be),‘béru (B), sodiku

(Na), horc¢iku (Mg), hliniku (Al), kfemiku (Si), drasliku

(K), véapniku (Ca), skandia (Sc), titanu (Ti), vanadu (V),
chromu (Cr), manganu (Mn), Zeleza (Fe), kobaltu (Co), niklu
(Ni), =zinku (2Zn), gallia (Ga), rubidia (Rb), stroncia (Sr),
yttria (Y), zirkonu (Zr), niobu (Nb), kadmia (Cd), india
(In), cesia (Cs), baria (Ba), lanthanu (La), céru (Ce),
praseodymu (Pr), neodymu (Nd), samaria (Sm), europia (Eu),

terbia (Tb), gadolinia (Gd), holmia (Ho), erbia (Er), thalia
(Tm), vytterbia (Yb), lutecia (Lu), hafnia (Hf), tantalu

(Ta), wolframu (W), olova (Pb), thoria (Th) a uranu (U).

20. Film naneseny reaktivnim rozprasovanim z
rozprasovaci elektrody podle néroku 14 za pritomnosti

kysliku, vy znacujilci s e t 1 m, Ze kyslicniky



druhého materialu jsou ve filmu rozmisté&né v hranicich zrn

bohatych na oxid, které oddéluji magnetickd =zrna prvni

slitiny.
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